Oberflache von
Wafern im Blick

FH Stidwestfalen forscht an Raman-Spekroskopie

SOEST = Die Raman-Spek-
troskopie zur Oberfldchen
und Kontaminationsanalyse
an Siliciumwafer nutzbar
machen und somit die Ferti-
gungskosten von Photovol-
taikanlagen erheblich sen-
ken — an der Fachhochschu-
le Stidwestfalen ist nun ein
gemeinsames Forschungs-
projekt der FH, des Fraun-
hofer-Centers fiir Silizium-
Photovoltaik CSP, der Geb.
Schmidt GmbH und der
Spectroscopy & Imaging
GmbH gestartet, das genau
das moglich machen soll.
Die Raman-Spektrosko-
pie, die vor allem bei der
Analyse von pharmazeuti-
schen Produkten und in der
wissenschaftlichen For-
schung genutzt wurde, soll
es ermoOglichen, Verunreini-
gungen im Material zersto-
rungs- und kontaktfrei zu
analysieren, heif3t es in ei-
ner Pressemitteilung der
Fachhochschule.

Gemeinsames Projekt
soll Kosten senken

Mehr als 95 Prozent der
weltweit hergestellten So-
larzellen bestehen aus Silizi-
umwafern. Das sind diinne
Scheiben, die im Herstel-
lungsprozess aus Silizium-
Blocken herausgeschnitten
werden. Durch den Sigevor-
gang konnen aber die Wafer
verunreinigt werden. Des-
halb sind aufwendige Pro-
zesse notig, um die Wafer
chemisch zu reinigen oder
auszusortieren.

Optimal wire ein Verfah-
ren innerhalb des Ferti-
gungsprozesses, heillt es
weiter. ,,Es gibt bisher kein
inline-fihiges  Verfahren,

das solche organischen
Riickstdnde auf Wafer-
Oberflichen analysieren

kann. Wir wollen dafiir die
Raman-Spektroskopie nutz-
bar machen, die zugleich
auch die Oberflichenbe-
schaffenheit direkt im An-
schluss an den Sigevorgang
iberpriifen kann.“, sagt
Prof. Dr. Stefan Schweizer,
der das Projekt auf Seiten
der Fachhochschule leitet.

Verunreinigungen
frithzeitig erkennen

~Wenn uns das gelingt,
haben wir ein leistungsstar-
kes Instrument zur durch-
gehenden Kontrolle der
Herstellungsqualitdt in der
Fertigung von Siliziumwa-
fern. Verunreinigungen
konnten frithzeitig erkannt
und unnotige Reinigungs-
schritte eingespart werden.
Das steigert die Materialeffi-
zienz, senkt die Produkti-
onskosten und schont die
Umwelt”, erklirt er.

Das Fraunhofer CSP brin-
ge laut Mitteilung seine ei-
gene Siliziumwafer-Produk-
tionslinie und einen Pool an
materialanalytischen Mess-
verfahren in das Projekt ein,
in dem zudem das wissen-
schaftliche Know-how der
FH Stidwestfalen und die Er-
fahrung der Spectroscopy &
Imaging GmbH als Herstel-
ler von Raman-Spektrome-
tern sowie der Schmid
GmbH im Bereich der Sys-
temintegration im Rahmen
von Inline-Messverfahren
gebilindelt wiirden. Zum
Projektabschluss soll die
Funktionalitit im Einsatz
unter realen Bedingungen
gezeigt werden.



